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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成26年4月17日(2014.4.17)

【公表番号】特表2013-521534(P2013-521534A)
【公表日】平成25年6月10日(2013.6.10)
【年通号数】公開・登録公報2013-029
【出願番号】特願2012-556134(P2012-556134)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   1/11     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/30     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   7/00     (2006.01)
   Ｂ８２Ｙ  20/00     (2011.01)
   Ｂ８２Ｙ  40/00     (2011.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   1/10    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   5/30    　　　　
   Ｃ０８Ｊ   7/00    ３０６　
   Ｃ０８Ｊ   7/00    ＣＥＲ　
   Ｃ０８Ｊ   7/00    ＣＥＺ　
   Ｂ８２Ｙ  20/00    　　　　
   Ｂ８２Ｙ  40/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年2月27日(2014.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３１】
（実施例１）
　１０～２０重量％の官能化シリカナノ粒子を含むアクリルハードコート（Ｍｏｍｅｎｔ
ｉｖｅ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ（Ａｌｂａｎｙ，ＮＹ）から、商標
名「ＵＶＨＣ１１０１」として得られる）が、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）で希釈
されて、３５重量％の固溶体を形成した。この溶液は、その後、コーティングダイを通じ
て１．６ミル（４０マイクロメートル）厚さのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィ
ルム（富士フィルム株式会社（東京、日本）から商標名「ＦＵＪＩＴＡＣ ＳＨ－４０」
として得られた）へと注射器でポンプ移送された。コーティングは８０℃で乾燥され、Ｈ
バルブを備えたＵＶプロセッサを使用して、窒素雰囲気下で硬化され、同時に５０ｆｐｍ
（１５．２５ｍ／分）のライン速度で運搬されて、およそ２マイクロメートルの乾燥した
コーティング層を形成した。２．０ミル（５０マイクロメートル）ポリエステル剥離ライ
ナー（３Ｍ Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）から、商標名「３Ｍ ＯＰＴＩＣＡ
ＬＬＹ ＣＬＥＡＲ ＡＤＨＥＳＩＶＥ ８１７１」として得られる）上に供給された光学
的に透明なアクリル接着剤の１．０ミル（２５マイクロメートル）の層が、ＴＡＣフィル
ムの第２表面上（すなわち、複合物品を生成するために、ハードコートの反対側に）に積
層された。複合物品のコーティングされた側は、手順１に記載されるように、ロールツー
ロールＯ２プラズマエッチ（ＲＩＥ）に、７８秒間供された。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する第１及び第２主表面を有する偏光子と、
　基材の前記第１主表面上に配置されたナノ構造化層であって、前記ナノ構造化層はマト
リックス及びナノスケール分散相を含み、ランダムなナノ構造化異方性表面を有する、ナ
ノ構造化物品と
を含み、前記ランダムなナノ構造化異方性表面は０．２５％未満の反射パーセントを有す
る、複合物。
【請求項２】
　前記偏光子は反射性偏光子又は吸収性偏光子である、請求項１に記載の複合物。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の複合物を作製する方法であって、前記方法が、
　対向する第１及び第２主表面を有する偏光子を提供する工程と、
　前記偏光子の前記第１主表面上に、マトリックス材料及び前記マトリックス材料内のナ
ノスケール分散相を含むコーティング可能な組成物をコーティングする工程と、
　任意により前記コーティングを乾燥させて、マトリックス及び前記マトリックス内のナ
ノスケール分散相を含む層を提供する工程と、
　前記層の主表面を反応性イオンエッチングに暴露する工程と
を含み、前記イオンエッチングが、
　　真空容器内の円筒形電極上に前記層を配置する工程、
　　所定の圧力においてエッチング用ガスを前記真空容器内に導入する工程、
　　前記円筒形電極と対向電極との間にプラズマを生成する工程、
　　前記円筒形電極を回転させて前記偏光子を移動させる工程、及び
　　前記コーティングを異方性エッチングして前記ランダムなナノ構造化異方性主表面を
提供する工程
を含む、方法。
【請求項４】
　前記プラズマが酸素プラズマを含む、請求項３に記載の方法。
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